Losemittelbasierte Nanofaserausriistung

Nanofaser-Vliese — d.h. Vliese aus Fasern mit Durchmesser kleiner als 1 um — weisen bei
hoher Porositat aulerordentlich feine Porendimensionen auf und kénnen u. a. als
Barrieremembran oder Depotsystem dienen, jedoch ist die Produktion relativ kostenintensiv,
da sie normalerweise via Elektrospinnen oder dem Melt-Blown-Verfahren erfolgt.

Die Auftragung von Nanofasern aus Ldsemitteln wirde eine kostenglnstige Alternative zu
den Spin-Verfahren bieten. Daher soll eine Methode zur Herstellung von Nanofaser-
Suspensionen erarbeitet werden, welche darauf beruht, Faserpolymere entlang ihrer
Fibrillenstruktur zu Nanofasern zu delaminieren. Kommerzielle nanofibrillare Cellulose wird
auf diesem Weg produziert, auch wurde von der Herstellung stabiler Nanofaser-
Suspensionen aus Kevlar, Chitin, Chitosan oder Polyacrylnitril berichtet. In eigenen
Vorversuchen konnten Polyamid-Nanofasern hergestellt werden. Um diesen Downsizing-
Ansatz auf ein breites Fundament zu stellen, ist ein Screening zur Identifikation der Polymere
notwendig, welche sich auf diesem Weg zu Nanofaser-Suspensionen verarbeiten lassen. Als
Applikationsmethoden werden gangige industrielle Verfahren, z.B. Rakeln oder Foulardieren,
angestrebt.

Nanofasern haben ein hohes Anwendungspotential in der Filtration, da durch sie die
Abtrennungsleistung fur Nano- und Mikropartikel in Gasen und Flussigkeiten signifikant
verbessert wird. Dieser neuartige Zugang zu Nanofasern kann z.B. auch fiir die Herstellung
von Membranen fiir das Tissue Engineering, von Nanofaser-Kompositen oder von
Kohlenstoffnanofasern von Vorteil sein.

Die Anwendungsbereiche von Nanofasern sind sehr vielféltig, daher profitieren nicht nur
KMU aus dem Bereich Textil, sondern auch KMU aus Bereichen der Nanotechnologie oder
Biomedizin von dieser Methode, wodurch diese Betriebe ein hohes Potential erlangen, neue
nanofaserbasierte Produkte und Techniken mit internationalem Absatzpotential auf den
Markt zu bringen.
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